ВЛИЯНИЕ УГЛА ПАДЕНИЯ ИОНОВ C60 НА МОДИФИКАЦИЮ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ
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[bookmark: _GoBack]Применение пучков кластерных ионов, в частности фуллерена C60, является одним из наиболее эффективных методов прецизионной обработки поверхностей, наноструктурирования и исследования состава приповерхностных слоев методом вторично-ионной масс-спектрометрии [1,2]. В отличие от бомбардировки моноатомными ионами, кластеры обеспечивают высокую плотность передачи энергии в приповерхностный слой, что позволяет достигать значительных коэффициентов распыления при минимальной глубине проникновения частиц вглубь мишени. При этом важно учитывать влияние не только энергии, но и геометрии падения пучка — полярного и азимутального углов. Исследование их влияния на процессы модификации поверхности монокристалла кремния Si(100) было проведено методом молекулярно-динамического моделирования. Также, выполнено сравнение различных потенциалов межатомного взаимодействия. Установлено, что полярный угол падения является критическим параметром, определяющим баланс между внедрением частиц, эрозией поверхности и отражением. Азимутальный угол, в свою очередь, вносит вклад в анизотропию распределения выбитых атомов и форму наноразмерных дефектов, что необходимо учитывать при создании регулярных нанорельефов. Полученные результаты расширяют понимание механизмов кластерного взаимодействия с полупроводниками и могут быть использованы для оптимизации параметров ионно-лучевого травления и очистки поверхностей в технологиях микро- и наноэлектроники.
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